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(57)【要約】
【課題】マスク層における光の漏れや複数のマスク層の
カブリを防止することに効果的な光学表示装置を提供す
ること。
【解決手段】所定の意匠パターンを有しそれぞれ他のマ
スク層とは異なる波長域を透過領域とする第１及び第２
のマスク層２１，２２を第２の透明基板１８上に成膜し
た光学構造体に対してそれらマスク層２１，２２に対応
した波長域に発光強度のピークを有する第１及び第２の
ＬＥＤ１３、１４を配置した。第１及び第２のＬＥＤ１
３、１４の背後にはミラー１５を配置した。更に第２の
マスク層２２と第１及び第２のＬＥＤ１３、１４の間に
は第１及び第２のマスク層２１，２２の重複した意匠パ
ターンの成膜部分に対応するように再帰反射層２５を配
置し、再帰反射層２５によって反射させた可視光をミラ
ー１５によって再度反射させるようにした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
記号あるいは図形等からなる意匠パターンをネガあるいはポジのいずれかの関係となるよ
うに中抜きしたそれぞれ他のマスク層とは異なる波長域を透過領域とする複数のマスク層
を１枚あるいは複数枚の透明基板上に成膜した光学構造体と、
　複数の前記マスク層に対応した波長域に発光強度のピークを有する照射光を発生させる
複数種類の可視光光源とを備えた光学表示装置において、
　複数の前記マスク層と前記可視光光源の間であって複数の前記マスク層の重複した前記
意匠パターンの成膜部分には再帰反射層を配置するとともに、前記再帰反射層によって反
射させた可視光を前記マスク層方向に再び反射させる反射手段とを備えることを特徴とす
る光学表示装置。
【請求項２】
前記再帰反射層は前記透明基板上に成膜され前記光学構造体の一部とされていることを特
徴とする請求項１に記載の光学表示装置。
【請求項３】
前記再帰反射層と最も可視光光源側に配置された前記マスク層の間には拡散層が配置され
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の光学表示装置。
【請求項４】
前記マスク層の外光側には拡散層が配置されていることを特徴とする請求項１～３のいず
れかに記載の光学表示装置。
【請求項５】
複数の前記マスク層の上層には外光によって複数の前記マスク層の意匠パターンを透視さ
せない程度の所定の吸収率又は所定の反射率を備え、なおかつ前記可視光光源からの照射
光を透過させる所定の透過率を備えた遮蔽層が配置されていることを特徴とする請求項１
～４のいずれかに記載の光学表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の薄膜層から構成され背後から光を照射することで意匠パターンを中抜き
した文字表示を行う光学構造体を備えた光学表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から例えば携帯電話、パソコン、家電製品等の電化製品の表示面には文字、記号あ
るいは図形等の意匠パターンが印刷された所定の波長域の光のみを透過させる光学特性の
マスク層を有する光学フィルムが配設され、可視光光源としてのバックライトで照らし出
されたそれら文字等を視認させることでユーザーに機能を説明したりなんらかの入力を促
すようになっている。例えば携帯電話では数字の印刷されたテンキーは基本的に電話番号
の入力用のキーであり、バックライトで照らし出されたテンキーを押動するとその数字が
電話番号として入力されることとなる。このような携帯電話の一例として特許文献１を挙
げる。
　このような意匠パターンのマスク層を複数用意して重複配置（交錯）させ、異なる色の
バックライトを使用することで異なる意匠パターンを表示させる光学表示装置に関する技
術が提供されている。そのような技術の一例として特許文献２を挙げる。特許文献２では
異なる２種類の光源として赤色ＬＥＤと青色ＬＥＤを使用して赤色と青色のそれぞれの波
長域に透過特性を有するマスク層を使用して赤色ＬＥＤと青色ＬＥＤのいずれかを点灯さ
せて赤色あるいは青色の意匠パターンを表示させるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１１１８３６号公報



(3) JP 2012-159678 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

【特許文献２】特開２００８－１６４８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、異なる意匠パターンを交錯させて配置する場合にはいくつかの問題があ
った。例えば、特許文献２のような赤色及び青色の意匠パターンを目視させる２層のマス
ク層（第１及び第２のマスク層）を考える。図４のように第１のマスク層の特性は青色の
波長域の照射光を特異的に透過させ、逆に赤色の波長域の照射光は特異的に透過させない
ようになる。第２のマスク層ではその逆の特性となる。これらの特性の２層のマスク層を
重ね合わせ、まず、光源として青色を照射光とすると第１のマスク層は透過するが、第２
のマスク層では青色は意匠パターンに応じて遮蔽される。つまり、第２のマスク層の意匠
パターンが目視できることとなる。一方、光源として赤色の波長光を照射光とすると逆に
第１のマスク層のパターンが目視できることとなる。
　ここで、第１のマスク層の特性では青色の照射光の透過率が１００％近くとなり、マス
クパターンの有無による光量差がなく、赤色の照射光の透過率が０％近くとなるのが理想
である（第２のマスク層ではこの逆）。しかし、実際には染料などの吸収材料では波長の
違いに応じてマスク層にそれほど明瞭に透過率の差を設けることは困難である。そのため
、次のような問題が生じている。
　例えば図５のように第１のマスク層で青色の照射光の透過を優先するように設計すると
、赤色の透過率は０％とはならないため、赤色の照射光を照射させた場合に第１のマスク
層から光が漏れることとなるためコントラストが弱くなって明視性や可読性が悪くなって
しまう。
【０００５】
　一方、図６のように第１のマスク層を赤色の照射光の透過率が低くなるように設計する
と（そのため一般には層を厚めに構成する）第１のマスク層から光が漏れることはなくな
るが、青色の照射光に対する透過率が下がってしまうこととなり、青色を照射光とした場
合に吸収が生じてしまい第１のマスク層が目視できることになる。すると、本来青色の照
射光で意匠パターンが目視できることを前提としている第２のマスク層の意匠パターンと
第１のマスク層とのカブリ（意匠パターンの重複）が生じてしまうこととなってしまう。
　今ここで、図５及び図６で、第１のマスク層において、実際に第１のマスク層が青色の
照射光で目視できない領域のしきい値を第１の飽和レベルとし、一方実際に光の漏れを感
じない領域のしきい値をここでは第２の飽和レベルとする。（尚、マスク層を通過しない
光（マスクパターンの無い領域を通る光）は１００％の透過率であるため第１の飽和レベ
ル以上にある。）少なくとも第１のマスク層は青色の照射光の透過率が１００％とはいわ
ないまでも第１の飽和レベル以上や第１の飽和レベルに近くなり、赤色の照射光の透過率
が０％とはいわないまでも第２の飽和レベル以下や第２の飽和レベルに近くなればマスク
の特性はより改善されることとなる。
　本発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものである。そ
の目的は、マスク層における光の漏れや複数のマスク層のカブリを防止することに効果的
な光学表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための請求項１の発明では、記号あるいは図形等からなる意匠パタ
ーンをネガあるいはポジのいずれかの関係となるように中抜きしたそれぞれ他のマスク層
とは異なる波長域を透過領域とする複数のマスク層を１枚あるいは複数枚の透明基板上に
成膜した光学構造体と、複数の前記マスク層に対応した波長域に発光強度のピークを有す
る照射光を発生させる複数種類の可視光光源とを備えた光学表示装置において、複数の前
記マスク層と前記可視光光源の間であって複数の前記マスク層の重複した前記意匠パター
ンの成膜部分には再帰反射層を配置するとともに、前記再帰反射層によって反射させた可
視光を前記マスク層方向に再び反射させる反射手段とを備えるようにしたことをその要旨
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とする。
　また、請求項２の発明では請求項１の発明の構成に加えて、前記再帰反射層を前記透明
基板上に成膜し前記光学構造体の一部としたことをその要旨とする。
　また、請求項３の発明では請求項１又は２の発明の構成に加えて、前記再帰反射層と最
も可視光光源側に配置された前記マスク層の間には拡散層が配置されていることをその要
旨とする。
また、請求項４の発明では請求項１～３のいずれかの発明の構成に加えて、前記マスク層
の外光側には拡散層が配置されていることをその要旨とする。
　また、請求項５の発明では請求項１～４のいずれかの発明の構成に加えて、複数の前記
マスク層の上層には外光によって複数の前記マスク層の意匠パターンを透視させない程度
の所定の吸収率又は所定の反射率を備え、なおかつ前記可視光光源からの照射光を透過さ
せる所定の透過率を備えた遮蔽層が配置されていることをその要旨とする。
【０００７】
　このような構成の光学表示装置では、各マスク層に対応する可視光光源の照射光は各マ
スク層の意匠パターンに応じて透過されあるいは透過されないことで可視光光源に応じて
各マスク層の意匠パターンを別個に外方から看者（利用者）に目視させる。この際に複数
のマスク層の重複した意匠パターンの成膜部分は各パターンにおいては光が遮蔽される部
分となる。この重複した意匠パターンの成膜部分に再帰反射層を配置することで不必要に
透過する光を遮断し、吸収されるべき光が反射され可視光光源方向に戻ってくることとな
る。そして、それらの光は例えば可視光光源を配列したプリント基板からの反射手段によ
ってマスク層方向に再指向させられることとなる。つまり、本来マスク層によって吸収さ
れるべき光を反射させることで意匠パターンを抜けて意匠パターンを浮かび上がらせるた
めの光に加算することとなるため、結果として光量が増えることとなる。イメージとして
は光量全体の増加によってマスクパターンの有無による光量差が識別できなくなり、図５
もしくは６における第１の飽和レベルが下がることとなり、複数のマスク層のカブリがわ
かりにくくなるわけである。更に、意匠パターンがポジ（文字等の記号が光で表示される
パターン）となる場合には意匠パターンの成膜部分はかなりの面積となるため、この領域
の光が反射光に加算されることは光量の増加に大きく貢献し省エネ効果も期待できる。ま
た再帰反射層は光を反射してほとんど透過しないためマスク層の濃度を厚く（濃く）しな
くても遮蔽がし易くなり第２の飽和レベル以下に透過光量を下げることができる。
【０００８】
　ここに「再帰反射層」は複数のマスク層の重複した意匠パターン位置以外の位置に配置
してはならない。その位置に配置された再帰反射層によっていずれかの可視光光源の照射
光の意匠パターンに応じた透過が阻害されてしまうからである。重複している意匠パター
ンのすべての領域に再帰反射層を配置する必要はない。再帰反射層は透明基板上に成膜さ
れ光学構造体の一部とされることが取り扱い上有利である。
　「反射手段」とは再帰反射層と対面して光をマスク層方向に再指向させられる手段であ
れば特に限定されるものではない。可視光光源自体に設けるようにしても、可視光光源の
周囲に設けるようにしてもよい。
【０００９】
　再帰反射層と最も可視光光源側に配置されたマスク層の間には可視光光源からの可視光
を乱反射させる拡散層が配置されていることが好ましい。白熱電球やLEDなどの可視光光
源は一般に点光源であるため、これによって可視光光源の照射光を分散させて透過光をむ
らなく均質化することが可能となる。
　また、前記マスク層の外光側には拡散層が配置されていることが好ましい。このような
構成であれば、光の拡散によってマスク層の意匠パターンにカブリがある場合にこれを目
視させないような効果を与えることができる。また、外光によってマスク層の意匠パター
ンを見えにくくする効果もある。
　また、複数のマスク層の上層には外光によって複数のマスク層の意匠パターンを透視さ
せない程度の所定の吸収率又は所定の反射率を備え、なおかつ可視光光源からの照射光を
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透過させる所定の透過率を備えた遮蔽層が配置されていることが好ましい。これによって
、光学表示装置において可視光光源が点灯しておらず外光のみが与えられている状態でマ
スク層の意匠パターンを透視させず、なおかつ可視光光源が点灯した場合には可視光光源
の種類に応じた意匠パターンを遮蔽層を透過して目視させることができる。遮蔽層として
、より具体的には、外光を吸収することで明度が低くなって外光による複数のマスク層の
意匠パターンを透視させないような濃色を呈する濃色層であり、濃色層における所定の透
過率を吸収率よりも大きく設定したものが考えられる。
　また、外光を反射することで明度が高くなって外光による複数のマスク層の意匠パター
ンを透視させないような淡色を呈する淡色層であり、淡色層における所定の透過率を反射
率よりも大きく設定したものが考えられる。
　ここに、濃色層や淡色層とは特に明度の高低をいい、彩度のあるなしは問わない。濃色
の代表は黒色であり淡色の代表は白色であるが、どの程度で黒であり白であるかは周囲の
色や周囲の光量によって変化する相対的な概念であるため、明度０％の黒や明度１００％
の状態のみを意味するものではない。
【００１０】
　ここに、本発明のマスク層、再帰反射層、遮蔽層は数十ｎｍ～数百μｍの厚さの膜体で
あって、１枚あるいは複数枚の透明基板上に適宜単独あるいは重複状に成膜される。
　これらの層は誘電体多層膜によって構成することが考えられる。誘電体薄膜層としては
一般にはそれ自体が多層膜構造を取ることとなる。誘電体薄膜の膜数、膜素材、膜厚を設
計することによって透過光（つまり反射光）を自由に制御することが可能である。多層膜
の各構成膜層は金属もしくは金属窒化物もしくは金属酸化物もしくは金属フッ化物からな
る膜素材であって、例えばＣｒ（クロム）、Ｎｉ（ニッケル）、Ｓｉ（シリコン）、Si3N

4（窒化シリコン）ＴｉＯ2（二酸化チタン）、Ｔａ2Ｏ5（五酸化タンタル）、ＳｉＯ2（
酸化ケイ素）、ＭｇＦ2（フッ化マグネシウム）、ＣａＦ2(フッ化カルシウム)、ＺｒＯ2

（酸化ジルコニュウム）らが挙げられる。
　本発明では構成されるマスク層の数は特に限定されるものではない。所望の波長に対す
る反射性能又は透過性能を発現させるために化合物を選択し、組み合わせて誘電体光学膜
を構成することが可能である。誘電体薄膜層の成膜方法に特に限定的な意味はないが一般
的には蒸着法やスパッタリング法で成膜されることが好ましい。
　また、これらの層はバインダー樹脂中に微粒子を分散させ所定の成膜方法（印刷、スピ
ンコート、ディッピング、塗布、染色等）で成膜することが考えられる。バインダー樹脂
としては実質的に透明であって、照射光を大きく変化させないものであれば特に限定され
るものではない。例えばポリエステル、ポリカーボネート、ウレタン系樹脂、アクリル系
樹脂、メタクリル系樹脂、有機ケイ素系樹脂、フッ素系樹脂が挙げられる。微粒子素材と
してはシリカ粒子、顔料、染料あるいは蛍光剤等が具体的に挙げられる。
【００１１】
　本発明に使用される透明基板は一般にその表面に成膜可能な材質で、また可視光光源か
らの光を透過させる特性の材質であれば特に限定されるものではなく、例えばガラス、ポ
リカーボネート、ポリメチルメタクレート及びその共重合体、ポリプロピレン、ポリエチ
レン、塩化ビニル、ＡＢＳ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂、ＮＢ
Ｒ樹脂、ＡＳ樹脂等が一例として挙げられ、着色、装飾されたものでも可視光光源からの
光の透過光量が確保できれば問題はない。
　本発明は例えば、家電製品、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）のよ
うな電化製品の表示画面に応用することが可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　上記各請求項の発明では、重複したマスク層の意匠パターンの成膜部分に配置される再
帰反射層によって吸収されるべき照射光を反射して意匠パターンを浮かび上がらせるため
の光に加算するようにしているため、意匠パターンのコントラストの向上や複数のマスク
層のカブリを防止することに貢献することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例の光学表示装置をファクシミリ装置に応用した場合の説明図。
【図２】実施例の光学表示装置の構造を模式的に説明する説明図。
【図３】他の実施例の光学表示装置の構造を模式的に説明する説明図。
【図４】従来の光学表示装置におけるマスク層の光学特性を説明する説明図。
【図５】マスク層の光学特性と当該マスク層を本来は透過させたくない光が透過してしま
う状態を説明する説明図。
【図６】マスク層の光学特性と当該マスク層に本来は吸収させたくない光が吸収されてし
まう状態を説明する説明図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の光学表示装置の実施例について図面に従って説明する。
　（実施例１）
　図１に示すように、光学表示装置１０は例えば電化製品であるファクシミリ装置１１に
搭載されるものとする。光学表示装置１０は光学フィルム１２とその背後に配置された可
視光光源としての青色の照射光を発光する第１のＬＥＤ１３（λtyp：４７０ｎｍ）と赤
色の照射光を発光する第２のＬＥＤ１４（λtyp：６３０ｎｍ）と反射手段としてのミラ
ー１５とより構成されている。第１及び第２のＬＥＤ１３、１４は意匠パターンに対応し
た位置に過不足なく照明できるように適度な間隔で複数個配置されている。光学表示装置
１０は第１及び第２のＬＥＤ１３、１４の点灯状態を変更することで待機時に表示される
「ＳＬＥＥＰ」の文字（意匠パターンＰ１）と操作可能状態で表示される「ＳＴＡＲＴ」
の文字（意匠パターンＰ２）の両方の意匠パターンＰ１，Ｐ２を選択的に表示させること
ができる。
【００１５】
　次に、このような光学表示装置１０のより詳しい構造について説明する。
　光学フィルム１２は図２に示すように２枚の第１及び第２の透明基板１７，１８を重複
させた２枚構成とされている。第１の透明基板１７が上層（外側）に配置されている。第
１の透明基板１７の下面には遮蔽層１９が形成されている。遮蔽層１９は特定の意匠パタ
ーンが形成されているわけではなく均一に第１の透明基板１７に対して延設される膜体で
ある。本実施例１では遮蔽層１９は印刷によって成膜されている。
　第２の透明基板１８の上面には第１のマスク層２１が形成され、下面には第２のマスク
層２２が形成されている。本実施例では第１及び第２のマスク層２１，２２は印刷によっ
て成膜されている。尚、図２においては実際には第１及び第２のマスク層２１，２２が成
膜されていない部分に空白の空間が存在するわけではなく、光の透過・遮蔽関係を模式的
に説明するために空間があるような図示としているものである。
　第１のマスク層２１は透過－吸収特性を示す表１のグラフにおいて（１）の光学特性を
示し、第２のマスク層２２は表１のグラフ（２）の光学特性を示し、遮蔽層１９は表１の
グラフ（３）の光学特性を示す。
【００１６】
　第２のマスク層２２の下面には拡散層２４が配置されている。拡散層２４は特定の意匠
パターンが形成されているわけではなく均一に第２の透明基板１８に対して第１及び第２
のマスク層２１，２２を覆うように延設される膜体である。本実施例１では拡散層２４は
白インキを塗布することによって成膜されている。拡散層２４の下面には再帰反射層２５
が配置されている。再帰反射層２５は第１及び第２のマスク層２１，２２の意匠パターン
Ｐ１，Ｐ２の重複した成膜部分に対応している。本実施例１では再帰反射層２５は蒸着に
よって成膜されている。第１及び第２のＬＥＤ１３、１４の背後にはミラー１５が再帰反
射層２５と正対するように配置されている。
　表２は拡散層２４に使用可能なインキを比較例と共に示したものである。ここでは十分
な濁りと拡散透過率を示した白インキＣを採用した。再帰反射層２５は表３のグラフ（１
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て記入されている。
【００１７】
　表１のグラフ（１）に示すように、第１のマスク層２１は青色を中心とした波長群であ
る４５０ｎｍ～５００ｎｍ辺りの光に対しては４７０ｎｍ付近をピークに平均８０％程度
の透過率に設定され、赤色を中心とした波長群である６００ｎｍ～７５０ｎｍ付近の光に
対しては平均２％程度の透過率（平均９８％程度の吸収率）に設定されている。つまり、
第１のマスク層２１は青色に対する透過率が極めて高く、赤色付近の可視光を吸収するた
め、この第１のマスク層２１を単独目視した場合には青色を呈することとなる。
　一方、表１のグラフ（２）に示すように、第２のマスク層２２は青色を中心とした波長
群である４５０ｎｍ～５００ｎｍ辺りの光に対しては平均５％以下の透過率（平均９５％
程度の吸収率）に設定され、赤色を中心とした波長群である６００ｎｍ～７５０ｎｍの光
に対しては平均９０％近くの非常に高い透過率に設定されている。つまり、第２のマスク
層２２は赤色に対する透過率が極めて高く、青色付近の可視光を吸収するため、この第２
のマスク層２２を単独目視した場合には赤色を呈することとなる。
【００１８】
　また、表１のグラフ（３）に示すように、遮蔽層１９は青色を中心とした波長群である
４００ｎｍ～５００ｎｍ辺りの光に対しては４４０ｎｍ付近をピークに平均５０％程度の
透過率に設定され、赤色を中心とした波長群である６５０ｎｍ～７５０ｎｍ付近の光に対
しては平均７０％程度の透過率である。そして、中間の５３０～６００ｎｍ付近では平均
２０％以下の透過率（平均８０％程度の吸収率）に設定されている。
　つまり、遮蔽層１９は青色に対しても赤色に対しても透過性能を十分備えているため、
第１及び第２のＬＥＤ１３、１４が点灯された場合には第１のマスク層２１の意匠パター
ンＰ１を浮かび上がらせる青色の照射光として、あるいは第２のマスク層２２の意匠パタ
ーンＰ２を浮かび上がらせる赤色の照射光として透過していずれも上層側から目視できる
こととなる。また、第１及び第２のマスク層２１，２２の吸収特性を合成すると紫色系と
なり、更にここに遮蔽層１９の吸収特性、主として５３０～６００ｎｍ付近の緑色系の吸
収特性を合成すると遮蔽層１９をデフォルト状態で目視した場合にはほぼ黒に近い非常に
濃色の背景から浮かび上がることとなる。本実施例１では遮蔽層１９の平均透過率は約２
５％に設定したため第１及び第２のマスク層２１，２２の重なった部分の平均透過率はこ
れ以下とされる。
【００１９】
　また、表３のグラフ（１）に示すように、再帰反射層２５は青色を中心とした波長群で
ある４００ｎｍ～５００ｎｍ辺りの光に対しては平均９７％程度の拡散反射率に設定され
、赤色を中心とした波長群である６００ｎｍ～７００ｎｍ付近の光に対しても平均９７％
程度の拡散反射率である。そして、中間の５００～５８０ｎｍ付近では平均５％以下の拡
散反射率に設定されている。つまり、再帰反射層２５は青色の照射光も赤色の照射光もい
ずれも極めて高い拡散反射率で第１及び第２のＬＥＤ１３、１４方向に反射させることと
なる。この再帰反射層２５で反射された光はミラー１５によって再び反射されることとな
る。ミラー１５は特に特性は表示しないが、すべての可視光に対して１００％近い反射率
を有する蒸着膜が成膜されている。
【００２０】
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【表１】

【００２１】
【表２】

【００２２】
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【表３】

【００２３】
　このような構成とすることで、以下のような作用・効果が奏される。
（１）第１及び第２のＬＥＤ１３、１４のいずれかが点灯された場合には、第１のマスク
層２１の意匠パターンＰ１が青色で浮かび上がる、あるいは第２のマスク層２２の意匠パ
ターンＰ２が赤色で浮かび上がることとなり、いずれか一方の意匠パターンのみを目視さ
せることができる。
（２）第１及び第２のＬＥＤ１３、１４のいずれも点灯されない場合においては遮蔽層１
９によって第１及び第２のマスク層２１，２２が遮蔽され、外光によって意匠パターンＰ
１，Ｐ２が目視されにくくなっている。一方、遮蔽層１９は第１及び第２のＬＥＤ１３、
１４のいずれかが点灯された場合に意匠パターンＰ１，Ｐ２の目視を阻害することはない
。
（３）第１及び第２のマスク層２１，２２によって吸収されるはずの青色光と赤色光は再
帰反射層２５によって反射され、ミラー１５によって再び反射されることで再帰反射層２
５以外の第１及び第２のマスク層２１，２２を透過することとなる。特に本実施例のよう
に意匠パターンＰ１，Ｐ２が文字としてポジで表現される場合には意匠パターンＰ１，Ｐ
２の認識のための光量に加算できる光量が多いため意匠パターンのコントラストの向上や
複数のマスク層のカブリの防止において有効である。
（４）拡散層２４によって第１及び第２のＬＥＤ１３、１４の光が分散されるため、意匠
パターンＰ１，Ｐ２のコントラストがムラになることがない。
【００２４】
　尚、この発明は、次のように変更して具体化することも可能である。
・拡散層２４を第２のマスク層２２と再帰反射層２５の間以外の位置に配置するようにし
てもよい。特に図３に示すように、第１及び第２のマスク層２１，２２の上層であること
が好ましい。図３では遮蔽層１９の下層に配置したが、遮蔽層１９の上層であってもよい
。このように第１及び第２のマスク層２１，２２の上層に拡散層２４を配置することで意
匠パターンＰ１，Ｐ２にカブリが生じるような場合にそれも目視させないようにすること
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・上記では説明の簡略化のために２つのマスク層の場合について説明したが、３つ以上の
マスク層を有する光学表示装置に応用することも可能である。
・マスク層や光源の波長域は上記に限定されるものではない。
・透明基板１５への成膜順序や成膜方法、また、透明基板１７，１８の枚数は適宜変更可
能である。
・遮蔽層１９の光学特性は上記に限定されるものではない。例えば表１のグラフ（４）の
ように可視光域（４００～７５０ｎｍの範囲）においてフラットな特性、つまり一定した
透過率に設定するようにしてもよい。青の照光量と赤の照光量の光量バランスが調整しや
すくなる。また、遮蔽層１９は蒸着以外に市販品の減光フィルムを用いてもよいし、スモ
ーク色の成型材料でも構わない。また、遮蔽層１９を使用せずに光学表示装置１０を構成
することも可能である。
・再帰反射層２５の光学特性は上記に限定されるものではない。例えば表３のグラフ（２
）のように可視光域（４００～７５０ｎｍの範囲）において高い反射率（９０％以上）で
フラットな特性、つまり一定した透過率に設定するようにしてもよい。このようなフラッ
トな特性であれば可視光光源の特性が上記以外の場合であっても容易に適用することが可
能である。
・拡散層２４としては上記実施例では表２の白インキＣを採用したが、十分な濁りと拡散
透過率があれば他のインキ（例えば白インキＤ）を採用することも可能である。
・遮蔽層１９としては上記実施例では濃色（黒色系）としたが、白インキのような淡色系
の遮蔽層とすることも可能である。
・照射用の光源はＬＥＤやＥＬなどの単色光源が好ましいが、電球などの光源と薄膜を組
み合わせた光源を用いても良く、導光板や拡散板などを使って照射光としても良い。
・反射手段としてのミラー１５の形状や配置位置は上記に限定されない。ミラー１５の光
学特性は上記以外に再帰反射層２５と同じ特性とすることも可能である。
・遮蔽層１９の上面（例えば第１の透明基板１７の上面）に反射層のような他の膜を設け
るようにしてもよい。
　その他本発明の趣旨を逸脱しない態様で実施することは自由である。
【符号の説明】
【００２５】
　１０…光学表示装置、１３、１４…可視光光源としての第１及び第２のＬＥＤ、１５…
反射手段としてのミラー、１７…第１の透明基板、１８…第２の透明基板、２１…第１の
マスク層、２２…第２のマスク層、、２５…再帰反射層、Ｐ１、Ｐ２…意匠パターン。
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